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특허청구의 범위

청구항 1 

하판;

상기 하판상에 형성되고 중앙에 데이타라인 개구부가 형성된 레진막;

상기 레진막의 데이타라인 개구부내에 형성된 데이타라인; 및

상기 레진막의 상면에 형성된 반사판을 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 어레이기판.

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 상기 반사판과 상기 데이타라인은 동시에 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 어레

이기판.

청구항 3 

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 반사판은 알루미늄계열의 금속층으로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정

표시소자의 어레이기판. 

청구항 4 

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 반사판은 Ag계열의 금속층 또는 Cu계열의 금속층으로 형성되는 것을 특징

으로 하는 액정표시소자의 어레이기판.

청구항 5 

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 데이타라인은 상기 개구부의 측면 및 저면에 형성되는 것을 특징으로 하

는 액정표시소자의 어레이기판.

청구항 6 

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 반사판과 상기 데이타라인은 동일한 재료의 단일층으로 형성되는 것을 특

징으로 하는 액정표시소자의 어레이기판.

청구항 7 

제 1 항에 있어서, 상기 데이타라인의 하부에 버퍼층을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 어

레이기판.

청구항 8 

제 7 항에 있어서, 상기 버퍼층은 몰리브덴 또는 크롬으로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 어레이

기판.

청구항 9 

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 반사판과 상기 데이타라인은 서로 다른 재료의 이중층으로 형성되는 것을

특징으로 하는 액정표시소자의 어레이기판.

청구항 10 

제 9 항에 있어서, 상기 이중층은 알루미늄계열, Ag계열 또는 Cu계열 금속의 상부층 및 몰리브덴 또는 크롬의

하부층으로 구성되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 어레이기판.

청구항 11 

제 10 항에 있어서, 상기 몰리브덴 또는 크롬의 하부층은 버퍼층으로 이용되는 것을 특징으로 하는 액정표시소

자의 어레이기판.
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청구항 12 

삭제

청구항 13 

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 반사판과 상기 데이타라인은 1000∼3000Å두께로 형성되는 것을 특징으로

하는 액정표시소자의 어레이기판. 

청구항 14 

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 반사판과 상기 데이타라인을 알루미늄-2.0%네오디뮴으로 형성하는 경우

상기 반사판 및 데이타라인은 1300∼2000Å두께로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 어레이기판.

청구항 15 

하판을 제공하는 단계;

상기 하판상에 레진막을 형성하고 상기 레진막의 중앙에 데이타라인 개구부를 형성하는 단계;

상기 레진막의 데이타라인 개구부내에 데이타라인을 형성하는 단계; 및

상기 레진막의 상면에 반사판을 형성하는 단계를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 어레이기

판의 제조방법.

청구항 16 

제 15 항에 있어서, 상기 반사판과 상기 데이타라인은 동시에 형성하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 어

레이기판의 제조방법.

청구항 17 

제 15 항 또는 제 16 항에 있어서, 상기 반사판은 알루미늄계열의 금속층으로 형성하는 것을 특징으로 하는 액

정표시소자의 어레이기판의 제조방법. 

청구항 18 

제 15 항 또는 제 16 항에 있어서, 상기 반사판은 Ag계열의 금속층 또는 Cu계열의 금속층으로 형성하는 것을 특

징으로 하는 액정표시소자의 어레이기판의 제조방법.

청구항 19 

제 15 항 또는 제 16 항에 있어서, 상기 데이타라인은 상기 개구부의 측면 및 저면에 형성하는 것을 특징으로

하는 액정표시소자의 어레이기판의 제조방법.

청구항 20 

제 15 항 또는 제 16 항에 있어서, 상기 반사판과 상기 데이타라인은 동일한 재료의 단일층으로 형성하는 것을

특징으로 하는 액정표시소자의 어레이기판의 제조방법.

청구항 21 

제 15 항 에 있어서, 상기 데이타라인의 하부에 버퍼층을 형성하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는

액정표시소자의 어레이기판의 제조방법.

청구항 22 

제 21 항에 있어서, 상기 버퍼층은 몰리브덴 또는 크롬으로 형성하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 어레

이기판의 제조방법.

청구항 23 
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제 15 항 또는 제 16 항에 있어서, 상기 반사판과 상기 데이타라인은 서로 다른 재료의 이중층으로 형성하는 것

을 특징으로 하는 액정표시소자의 어레이기판의 제조방법.

청구항 24 

제 23 항에 있어서, 상기 이중층은 알루미늄계열, Ag계열 또는 Cu계열 금속의 상부층 및 몰리브덴 또는 크롬의

하부층으로 구성하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 어레이기판의 제조방법.

청구항 25 

제 24 항에 있어서, 상기 몰리브덴 또는 크롬의 하부층은 버퍼층으로 이용하는 것을 특징으로 하는 액정표시소

자의 어레이기판의 제조방법.

청구항 26 

삭제

청구항 27 

제 15 항 또는 제 16 항에 있어서, 상기 반사판과 상기 데이타라인은 1000∼3000Å두께로 형성하는 것을 특징으

로 하는 액정표시소자의 어레이기판의 제조방법. 

청구항 28 

제 15 항 또는 제 16 항에 있어서, 상기 반사판과 상기 데이타라인을 알루미늄-2.0%네오디뮴으로 형성하는 경우

상기 반사판 및 데이타라인은 1300∼2000Å두께로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 어레이기판의

제조방법.

청구항 29 

제 15 항에 있어서, 상기 데이타라인의 형성단계 전에 BOE 세정공정을 수행하는 단계를 추가로 포함하는 것을

특징으로 하는 액정표시소자의 어레이기판의 제조방법.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시소자의 어레이기판 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 U형상또는 이와 유사한<11>

형상의 레진 위에 반사판과 데이타라인을 동시에 형성하여 공정을 단순화시켜 공정개선 및 수율향상을 도모할

수 있는 액정표시소자의 어레이 기판 및 그 제조방법에 관한 것이다. 

일반적으로 반사형 액정표시소자는 한 개의 편광판과 박막트랜지스터가 있는 기판쪽에 반사판을 구비하고 있다.<12>

이러한  반사판은  반사율이  높고,  전극으로  사용될  경우를  위해서  저항이  낮으며,  후속공정에서의  반응성이

낮고, 증착시 증착온도가 낮아 하부 요철부에 영향을 주지 않는등의 요구조건을 필요로 하고 있다. 이러한 요구

조건에 맞는 반사판의 알루미늄계 금속으로는 알루미늄 네오디뮴(AlNd)이 있다.

또한, 신호선전극(즉, 데이타라인) 또한 저항이 낮아야 하는등의 요구조건을 필요로 하고 있는바, 이러한 저저<13>

항 특성은 화면의 크기가 커짐에 따라 점점 중요한 요소가 된다. 이러한 요구조건에 맞는 데이타라인의 재료로

는 삼중층구조의 몰리브덴/알루미늄/몰리브덴(Mo/Al/Mo)이 있다.

일반적으로 반사형 액정표시소자의 어레이기판의 제조방법을 간략히 살펴보면 다음과 같다.<14>

먼저, 도면에는 도시하지 않았지만 게이트전극 형성공정을 거친후 멀티층(미도시)을 형성한다. <15>

그 다음, 소오스/드레인 형성공정을 실시한 후 보호막을 형성한다. <16>

최종적으로, 레진 형성공정을 거친후 반사판을 형성한다. <17>
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일반적으로 상기 멀티층 형성공정과 상기 소오드/드레인 형성공정은 동시에 실시하거나, 보호막형성공정과 레진<18>

형성공정을 동시에 실시하여 4 마스크 내지 6 마스크로 공정을 구성하게 된다.

상기 데이타라인(미도시)은 소오스/드레인 형성공정에서 증착 및 패터닝을 통해 형성하며,  상기 반사판(미도<19>

시)은 별도의 반사판 형성공정을 통해 형성한다.

이때, 상기 반사판은 반사시 금속의 스킨(skin)깊이를 고려하여 1500Å두께로 형성한다. 또한, 상기 데이타라인<20>

은 그 요구저항을 맞추기 위한 폭과 두께로서 통상적으로 두께는 1000∼2000Å으로 형성되며, 그 폭은 4∼8㎛로

형성된다.

종래의 일실시예에 따른 반사형 액정표시소자의 어레이 기판은, 도 1에 도시된 바와 같이, 통상적으로 사용하는<21>

투과형 액정표시소자의 박막트랜지스터 어레이 기판과 유사한 방법으로 별도의 증착공정과 마스크공정에 의해

화소부에 해당하는 반사판과(30) 데이타라인(10)을 각각 다른 층에 형성하는데, 이런 경우 공정이 복잡해지는

문제점이 있었다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 제안된 반사형 액정표시소자의 어레이기판의 다른 실시예는, 도 2에 도시된 바<22>

와 같이, 일반적으로 반사판(30)과 데이타라인(10)을 동일한 층에 형성하기도 한다. 

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상기 종래기술에 따른 다른 실시예는 데이타라인과 화소부 즉, 반사판의 간격이 충분히 커야 하기 때문에 개구<23>

율 측면에서 상당히 불리하다는 문제점이 있다. 

또한, 데이타라인과 반사판을 동일한 층에 구성할 경우 데이타라인과 반사판이 쇼트될 염려가 있기 때문에 최소<24>

3㎛이상은 떨어뜨려 줘야 하며, 이 경우 반사판의 폭이 상당부분 줄어들어 반사면적, 즉 개구율이 줄어드는 문

제가 있다.

따라서, 본 발명은 상기 종래기술의 제반 문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로서, 데이타라인의 저항을 충<25>

분히 낮추고 높은 개구율을 확보할 수 있는 액정표시소자의 어레이기판 및 그 제조방법을 제공함에 그 목적이

있다.

본발명의 또 다른 목적은, 소오스/드레인 형성공정을 생략하거나 단순화시킬 수 있는 액정표시소자의 어레이기<26>

판 및 그 제조방법을 제공하는 것이다.

    발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 하판;상기 하판상에 형성되고 중앙에 데이타라인 개구부가 형성된 레진<27>

막; 상기 레진막의 데이타라인 개구부내에 형성된 데이타라인; 및 상기 레진막의 상면에 형성된 반사판을 포함

하여 구성됨을 특징으로 한다.

(실시예)<28>

이하, 첨부된 도면에 의거하여 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하도록 한다.<29>

도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 U형상의 데이타라인이 형성된 액정표시소자의 어레이기판의 제조방법을<30>

도시한 공정단면도이다.

도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 액정표시소자의 어레이기판의 반사판(130)으로 반사효율이 높은 알루<31>

미늄계 금속(예:알루미늄네오디뮴(AlNd))을 사용할 경우, 상기 알루미늄계 금속의 저항은 상기 알루미늄계 금속

을 데이타라인(100)으로 사용하기에 충분히 낮기 때문에 데이타라인을 별도로 형성하지 않고 알루미늄계 금속으

로 반사판(130)을 레진(120)의 상면에 형성함과 동시에 데이타라인(100)을 레진(120)의 개구부(120a)에 형성한

다.

이러한 데이타라인(100)을 반사판(130)과 동시에 형성하는 경우에는 다음과 같이 종래방법과 다른 공정의 변화<32>

가 필요하다.

즉, 본발명의 액정표시소자의 어레이기판의 제조방법에서는 소오스/드레인 마스크를 이용하여 n+ 비정질실리콘<33>
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층(150)의 에칭을 진행하기 때문에, 소오스/드레인 형성공정이 생략된다고 해도 소오스/드레인 마스크(실질적으

로는 n+ 비정질실리콘층의 에칭마스크)를 생략할 수 없다.

또한, 본발명의 액정표시소자의 어레이기판의 제조방법에서는 n+ 비정질실리콘층(또는 비정질실리콘층)(150)과<34>

알루미늄계 금속층인 데이타라인(100)사이에서는 직접 오믹콘택이 형성되지 않기 때문에, 상기 n+ 비정질실리콘

층(150)과 상기 알루미늄계 금속층인 데이타라인(100) 사이에 몰리브덴(Mo)등을 이용한 버퍼층(140)이 필요하다

는 것이다. 

이때, 상기 알루미늄계 금속층의 데이타라인(100)은 Ag계열 또는 Cu계열의 금속층으로 대체될 수 있다. 이러한<35>

버퍼층 형성방법에는 여러 가지 실시예들이 있으나, 여기에서는 다음과 같이 두 가지 실시예만 제시한다.

도 4는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 반사판과 데이타라인이 단일층으로 형성된 액정표시소자의 어레이기판의<36>

제조방법을 도시한 공정단면도이다.

먼저, 본 발명의 몰리브덴 또는 크롬등의 버퍼층(140)을 형성하는 경우의 액정표시소자의 어레이기판의 제조방<37>

법은 도 4에 도시된 바와 같이, 먼저 소오스/드레인 형성 이전의 공정까지는 종래방법과 동일한데, 즉 게이트전

극 형성공정을 거친 후 멀티층(150)을 형성한다.

그 다음, 소오스/드레인 형성공정에서는 종래의 몰리브덴/알루미늄(Mo/Al) 이중층 또는 몰리브덴/알루미늄/몰리<38>

브덴(Mo/Al/Mo) 삼중층 대신에 몰리브덴 단일층(140)만 오믹콘택을 위한 목적으로 상기 데이타라인(100)의 하부

에 150∼200Å 두께로 얇게 형성한다.

상기 몰리브덴 버퍼층(140)은 박막트랜지스터부의 소오스와 드레인 부분(미도시)에 반드시 있어야 하는 반면,<39>

상기 데이타라인(100)에서는 상기 몰리브덴 버퍼층(140)을 선택적으로 형성한다. 

상기 데이타라인(100)에 상기 몰리브덴 버퍼층(140)을 형성할 경우, 상기 몰리브덴 버퍼층(140)을 데이타라인<40>

(100)의 보조선으로 이용할 수 있어 데이타라인(100)에 오픈이 발생하는 경우 그에 대한 보완이 가능하다.

그 다음, 도면에는 도시되지 않았지만 종래방법과 동일하게 소오스/드레인 마스크공정을 실시한 후 소오스/드레<41>

인의 에칭공정 내지 n+ 비정질실리콘층의 에칭공정을 실시한다. 

이때, 종래방법에 비해 몰리브덴 버퍼층(140)의 두께가 얇기 때문에 소오스/드레인 에칭공정을 짧은 시간내에<42>

간단히 할 수 있다는 장점이 있다.

또한, 상기 몰리브덴 버퍼층(140)을 데이타라인(100)의 보조선으로 이용할 수도 있으며, 보조선 역할이 필요 없<43>

을 경우 박막트랜지스터부만 형성할 수 있다.

이어서, 종래방법과 동일하게 보호막 형성공정과 레진 형성공정을 차례로 실시한 후 반사판 형성공정을 실시하<44>

다. 

이때, 상기 몰리브덴 버퍼층(140)을 포함한 기판 전체에 레진(120)을 두껍게 형성한 후 이를 선택적으로 패터닝<45>

하여 상기 몰리브덴 버퍼층(140) 상면을 노출시키는 데이타라인의 개구부(120a)를 형성한다. 여기서, 상기 개구

부(120a)는 상기 데이타라인(100)을 형성하기 위한 충분한 공간을 확보해야 한다.

도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 반사판과 데이타라인이 이중층으로 형성된 액정표시소자의 어레이기판의<46>

제조방법을 도시한 공정단면도이다.

한편, 본 발명의 제 2 실시예는 도 5에 도시된 바와 같이, 알루미늄계 금속층(예 : AlNd)(230a)(200a)/몰리브덴<47>

(Mo)(230b)(200b)으로 이루어진 이중층의 반사판(230)과 데이타라인(200)을 형성하는 경우, 상기 반사판(230)

형성시 몰리브덴 버퍼층(200b)을 동시에 형성함으로써 소오스/드레인 형성 및 에칭공정을 생략할 수 있는 장점

이 있다. 이때, 상기 알루미늄계 금속층은 Ag계열 또는 Cu계열의 금속층으로 대체될 수 있다.

또한, 데이타라인(200)을 형성할 경우에도 균일하게 올라갈 수 있는 장점이 있어 보다 바람직한 방법이다. 이<48>

경우, 레진(220) 형성후 BOE(Buffer Oxide Etchant) 세정공정을 적용하여 오믹특성을 향상시켜 준다.

그러나, 위 경우에는 n+ 비정질실리콘층(250)의 에칭공정을 진행해야 하기 때문에, 소오스/드레인 마스크공정은<49>

생략할 수 없으며 상기 데이타라인(200)의 하부에는 상기 몰리브덴 버퍼층(200b)을 데이타라인(200)의 보조선으

로 형성할 수 없다.

이러한 본발명의 제 2 실시예에서는 상술한 제 1 실시예에서처럼 소오스/드레인형성 이전의 공정까지는 종래방<50>

법과 동일하지만, 소오스/드레인 형성공정은 제 1 실시예와는 달리 생략되고 소오스/드레인 마스크공정을 진행
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한다. 

이어서, 소오스/드레인 에칭공정도 진행함이 없이 n+ 비정질실리콘층의 에칭공정만 진행한 후, 스트립공정을 실<51>

시한다.

그 다음, 본 발명의 제 1 실시예에서 처럼, 종래방법과 동일하게 보호막 형성공정 및 레진(220) 형성공정을 차<52>

례로 진행한다. 앞에서와 동일하게 개구부(220a)에 데이타라인(200)을 U형상으로 하기 위한 충분한 공간을 확보

해야 한다. 

이어서, 상기 반사판(230) 형성시, 종래의 알루미늄 단일층 대신에 150∼200Å두께의 몰리브덴 버퍼층(200b)을<53>

동시에 형성한다. 이때, 상기 몰리브덴 버퍼층(200b)은 레진(220)과 알루미늄계 금속층(200a)의 점착력을 향상

시키기 위해 사용할 수도 있다.

상술한 본 발명의 제 1 및 제 2 실시예들 이외에 U형상 또는 이와 유사한 형태의 데이타라인(100)(200) 형성방<54>

법에 의해 데이타라인(100)(200)과 반사판(130)(230)을 동시에 형성할 수 있으며, n+ 비정질실리콘층(150)(25

0)과의 오믹콘택을 위하여 버퍼층(140)(200b)의 형성순서를 변경하거나 또는 BOE 등의 세정공정을 추가하거나

생략하는 등의 방법을 적용한 실시예를 생각할 수 있다.

상술한 본 발명의 제 1 및 제 2 실시예들은 U형상의 데이타라인(100)(200)을 예로 들었으나, n+ 비정질실리콘층<55>

(150)(250)과의 직접 오믹콘택이 가능하며 반사율이 높은 물질이 있다면 보다 단순한 방법으로 실시예를 구성할

수도 있다.

    발명의 효과

상술한 바와 같이, 본 발명은 기존의 평면형 데이타라인을 적용하는 대신에 엠보싱 형성과정에서 사용되는 레진<56>

을 이용하여 U형상의 데이타라인을 형성하게 되면 충분히 낮은 데이타라인 저항과 높은 개구율을 확보하면서 동

시에 상기 데이타라인과 반사판을 형성할 수 있게 되어, 소오스/드레인 형성공정을 생략하거나 단순화시킬 수

있다는 효과가 있다.

또한, 본 발명은 기존의 데이타라인 형성과 반사판형성을 별도로 하는 방법 대신 반사판을 이용하여 반사판과<57>

데이타라인을  동시에  형성하는  방법을  사용함으로써  공정단순화를  통한  공정개선  및  수율향상을  기대할  수

있다.

한편, 본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지<58>

를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능

할 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래기술의 일실시예에 따른 데이타라인과 반사판이 별도로 다른 층에 형성된 액정표시소자의<1>

어레이기판의 제조방법을 도시한 공정단면도.

도 2는 종래기술의 다른 실시예에 따른 데이타라인과 반사판이 동일한 층에 형성된 액정표시소자의 어레이기판<2>

의 제조방법을 도시한 공정단면도.

도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 U형상의 데이타라인이 형성된 액정표시소자의 어레이기판의 제조방법을<3>

도시한 공정단면도.

도 4는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 반사판과 데이타라인이 단일층으로 형성된 액정표시소자의 어레이기판의<4>

제조방법을 도시한 공정단면도.

도 5는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 반사판과 데이타라인이 이중층으로 형성된 액정표시소자의 어레이기판의<5>

제조방법을 도시한 공정단면도.

(도면의 주요부분에 대한 부호설명)<6>

100, 200 : 데이터라인 120, 220 : 레진 <7>

120a, 220a : 개구부 130, 230 : 반사판<8>
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140 : 버퍼층 150, 250 : n+ 비정질실리콘층<9>

200a, 230a : 알루미늄계 금속층 200b, 230b : 몰리브덴 버퍼층<10>

도면

    도면1

    도면2

    도면3
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    도면4

    도면5
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

目的：提供一种液晶显示器的阵列基板及其制造方法，以通过同时形成
数据线和反射板同时确保低数据线电阻和液晶显示面板的形成来省略或
简化源/漏电极的形成过程。 高开口率。 构成：形成栅电极。 形成多层
（150）。 形成钼缓冲层（140）。 在包括钼缓冲层的下基板上厚厚地
形成树脂膜（120）。 数据线开口部（120a）形成在树脂膜的中央。 在
树脂膜上形成反射板（130）。 同时，数据线以U形形成在树脂膜的数据
线开口部分中。
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